Znak postepowania: CEZAMAT/ZP06/2017 Warszawa, 5.05.2017 r.
L. dz. CEZ - 233/17

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywng

dostawe odczynnikéw chemicznych.

Zamawiajgcy, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, dziatajagc na

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015

r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawg, wprowadza zmiany w tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia, zwanej dalej SIWZ. W zwigzku z tym zmianie ulegajg nastepujace zapisy SIWZ.

Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia, zatgcznik nr 2 do SIWZ/ zatgcznik nr 1 do umowy, jest:

Numer
zadania

Nazwa odczynnika

CAS Maksymalne Minimalna Wymagane parametry techniczne
zapotrzebowanie jednorazowa
wielko$¢ dostawy

Kwas fosforowy
(H3PO4)

*
o

7664-38-2 60L <> Co Dla przemystu elektronicznego
najmniej 3,5L semiconductor grade MOS;
stezenie 285%

Czastki > 1.0 pm/ml <25
Zanieczyszczenia  $ladowe  (w
ppm):

. Aluminium < 0.020

. Wapn < 0.039

o Otéw <0.020

. Potas <0.020

o S6d <0.105

. Stront <0.020

3

*

*
o

*
o

Kwas azotowy
(HNO3)

7697-37-2 40L < Co < Dla przemystu elektronicznego

najmniej 3,5L semiconductor grade VLSI;

< stezenie 269%

% Pozostatosci po odparowaniu
<0,00025%

< Zanieczyszczenia $ladowe:

. German <0,000005%

. Mangan <0,000001%

o Molibden <0,000002%

. Stront <0,000001%

Kwas octowy
(CH3COOH)

e

2,
"

64-19-7 30L <> Co
najmniej 3,5L

Czystos¢ co najmniej cz. d. a.;
Stezenie 99-100%

Temp. krzepniecia min. 14,8 °C
Pozostatosci po odparowaniu
maks. 0,002%

Subst. redukujagce KMnO4 (j.
HCOOH) maks. 0,02%

Subst. redukujace K2Cr207 :

. Metale ciezkie (j. Pb) maks.
0,0001%

o Zelazo maks. 0,00006%

. Chlorki maks. 0,0001%

>

2,
<

*,
o

*,
o

R
e

RS
o3

Fluorek amonu
(NH4F)

12125-01- 180L <> Co < Do przemystu elektronicznego,
8 najmniej 18L semiconductor grade VLSI;
stezenie 240%

Czastki > 0.5 pm/ml <83
Fosforany (PO4) <0,1 ppm

3

*

R
e

R
e
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< Siarczany (SO4) <1,0 ppm

% Pozostatosci po odparowaniu
<10ppm

< Zanieczyszczenia $ladowe (w
ppm):

. Aluminium <0,0011

. Wapn <0,015

. Zelazo <0,0041

. Magnez <0,001

. Srebro <0,001

. Séd <0,0041

o Arsen i Antymon (j. As) <0,001

Fluorowodor (HF) 7664-39-3

40L

X3

S

<> Co do przemystu elektronicznego,
najmniej 3,5L semiconductor grade VLSI;

stezenie 49,5-50,5%

Popidt siarczanowy <0,001%

Srebro <0,0000005%

Otéw <0,000001%

RS
o

X3

S

X3

S

RS
o

X3

S

Woda amoniakalna 1336-21-6
(NH40H)

100L

Aluminium <0,00001%
<~ Co Do przemystu elektronicznego,
najmniej 18L semiconductor grade VLSI;
Stezenie 225%
Substancje redukujgce <0,0005%
Zwiazki nielotne <0,002%
Srebro <0,000002%
Kadm <0,000005%
Otéw <0,000005%
Cyrkon <0,001ppm
ISO, Ph. Eur. £250 g NH3 /kg

X3

S

*,
o3

*,
o

e

*,
"

o o

Kwas solny (HCI) 7647-01-0

100L

oo o

o

RS

< Co
najmniej 18L

Do przemystu elektronicznego,
semiconductor grade VLSI;
stezenie 30-50%

Czastki > 0.5 um/ml <24

Wolne halogeny (jak CI2) - test
zdany

Fosforany (PO4) <50 ppb
Siarczany (S04) <500 ppb
Siarczyny (SO3) < 500ppb
Zanieczyszczenia Sladowe  (w
ppb):

3 Aluminium <4

. Wapn <38

. Zelazo <9

. Magnez <4

o Srebro <1

. Séd <35

>

*,
o3

*,
o3

*
o

*,
o3

*
o

*
o

*,
o3

*,
o

Kwas siarkowy 7664-93-9
(H2504)

200L

X

<> Co R Do przemystu elektronicznego,
najmniej 18L semiconductor grade VLSI;

Stezenie 95-97%

Pozostatosci po odparowaniu
<0,0005%

Substancje redukujgce <0,0002%

Zanieczyszczenia $ladowe:

. German <0,000005%

o Rte¢ <0,0000005%

o Nikiel <0,000002%

o Otéw <0,000002%

o Tal <0,000005%

>

*,
o

*,
o

2,
<

*,
o

Woda ulteniona 7722-84-1
(H202)

200L

. Wanad <0,000001%
<> Co Do przemystu elektronicznego,
najmniej 18L semiconductor grade VLSI;
Stezenie 230%
Metale ciezkie (j. Pb)<0,0005%
Wolne kwasy <0,02%
Fosforany + 10ppm
Chlorki <0,005%
Zwiazki nielotne <0,02%

R
e

RS
o3

R
e

RS
o3

RS
o3

R
e

R
e

5\
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Zastepuje sie zapisem:

Numer Nazwa odczynnika CAS Maksymalne Minimalna Wymagane parametry techniczne
zadania zapotrzebowanie jednorazowa
wielkos¢ dostawy
1. Kwas fosforowy 7664-38-2 60L <> Co < Dla przemystu elektronicznego
(H3PO4) najmniej 3,5L semiconductor grade MOS;
% stezenie 285%
< Czastki> 1.0 um/ml <25
% Zanieczyszczenia $ladowe (w
ppm):
o Aluminium < 0.020
. Wapn < 0.039
o Otéw <0.020
. Potas <0.020
o S6d <0.105
. Stront <0.020
2. Kwas azotowy 7697-37-2 40L < Co < Dla przemystu elektronicznego
(HNO3) najmniej 3,5L semiconductor grade VLSI;
< stezenie 269%
¢ Pozostatosci po odparowaniu
<0,00025%
%  Zanieczyszczenia $ladowe:
° German <50 ppb
. Mangan < 50 ppb
° Molibden < 20 ppb
. Stront < 20 ppb
3. Kwas octowy | 64-19-7 30L < Co % Czystos¢ co najmniej cz. d. a.;
(CH3COOH) najmniej 3,5L % Stezenie 99-100%
< Temp. krzepniecia min. 14,8 °C
< Pozostatosci po odparowaniu
maks. 0,002%
% Subst. redukujgce KMnO4 (j.
HCOOH) maks. 0,02%
%  Subst. redukujgce K2Cr207 :
D Metale ciezkie (j. Pb) maks.
0,0001%
o Zelazo maks. 0,00006%
. Chlorki maks. 0,0001%
4. Fluorek amonu 12125-01- 180L <> Co < Do przemystu elektronicznego,
(NH4F) 8 najmniej 18L semiconductor grade VLSI;
< stezenie 240%
% Czastki > 0.5 um/ml <83
«  Fosforany (PO4) <0,1 ppm
%  Siarczany (SO4) <1,0 ppm
% Pozostatosci po odparowaniu
<10ppm
¢ Zanieczyszczenia $ladowe (w
ppm):
. Aluminium <0,0011
3 Wapn <0,015
D Zelazo <0,0041
. Magnez <0,001
. Srebro <0,001
o S6d <0,0041
. Arsen i Antymon (j. As) <0,001
5. Fluorowodor (HF) 7664-39-3 40L <> Co < do przemystu elektronicznego,
najmniej 3,5L semiconductor grade VLSI;
% stezenie 49,5-50,5%
% Popidt siarczanowy <0,001%
<+ Srebro <0,0000005%
< Otéw <0,000001%
< Aluminium <0,00001%
6. Woda amoniakalna 1336-21-6 100L <> Co < Do przemystu elektronicznego,
(NH4OH) najmniej 18L semiconductor grade VLSI;
< Stezenie 225%
«  Substancje redukujgce <0,0005%
< Zwiazki nielotne <0,002%
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. Srebro < 20 ppb

° Kadm < 50 ppb

. Otéw < 50 ppb

Cyrkon <0,001ppm

ISO, Ph. Eur. +250 g NH3 /kg

X3

S

7. Kwas solny (HCI) 7647-01-0 100L < Co
najmniej 18L

Do przemystu elektronicznego,
semiconductor grade VLSI;
stezenie 30-50%

Czastki > 0.5 um/ml <24

Wolne halogeny (jak CI2) - test
zdany

Fosforany (PO4) <50 ppb
Siarczany (S04) <500 ppb
Siarczyny (SO3) < 500ppb
Zanieczyszczenia  $ladowe  (w

RS
o

RS
o

X3

S

X3

S

X3

S

X3

S

RS
o

X3

S

ppb):
. Aluminium <4
. Wapn <38
. Zelazo <9
. Magnez <4
o Srebro <1
o S6d <35
8. Kwas siarkowy 7664-93-9 200L <> Co < Do przemystu elektronicznego,
(H2504) najmniej 18L semiconductor grade VLSI;

*,
o3

Stezenie 95-97%

Pozostatosci po odparowaniu
<0,0005%

Substancje redukujgce <0,0002%
Zanieczyszczenia $ladowe:

*,
o

*,
o3

*
o

. German <0,000005%
o Rte¢ <0,0000005%
o Nikiel <0,000002%
o Otéw <0,000002%
o Tal <0,000005%
. Wanad <0,000001%
9. Woda  ulteniona 7722-84-1 200L <> Co < Do przemystu elektronicznego,
(H202) najmniej 18L semiconductor grade VLSI;

*,
o3

Stezenie 230%

Metale ciezkie (j. Pb)<0,0005%
Wolne kwasy <0,02%
Fosforany + 10ppm

Chlorki <0,005%

Zwigzki nielotne <0,02%

*,
o

*,
o

2,
<

*,
o

*,
o

§ 5 ust. 6 wzoru umowy, zatacznik nr 7 do SIWZ, jest:

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrzy¢ reklamacje Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

Zastepuje sie zapisem:

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrzy¢ reklamacje Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest
przeprowadzenie badan badz testéw, Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wyrazic
zgode na odpowiednie przedtuzenie terminu rozpatrzenia reklamacji, przy czym taczny okres

rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Jednoczesnie Zamawiajacy przedtuza termin skfadania ofert.
W zwigzku z powyiszym zmianie ulegaja zapisy w SIWZ.
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W pkt 20. Miejsce i termin sktadania ofert - jest

20.1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, w pokoju
nr2.17 do dnia 11.05.2017 r. do godz. 13.00. UWAGA! Wejscie wytgcznie w asyscie
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego po zgtoszeniu w recepcji budynku.
Dla ofert przestanych pocztg liczy sie data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
Za ztozenie oferty w miejscu innym niz wskazane powyzej, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Zastepuje sie zapisem:

W pkt 20. Miejsce i termin sktadania ofert

20.1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Poleczki 19 w Warszawie, w pokoju
nr2.17 do dnia 15.05.2017 r. do godz. 13.00. UWAGA! Wejscie wytgcznie w asyscie
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego po zgtoszeniu w recepcji budynku.
Dla ofert przestanych pocztg liczy sie data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.
Za ztozenie oferty w miejscu innym niz wskazane powyzej, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W pkt 21 - jest:
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Laboratorium Centralnym CEZAMAT przy ul. Poleczki 19
w Warszawie, przeszklona sala rozméw w lobby na | pietrze budynku administracyjnego
Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w dniu 11.05.2017 r., o godzinie 13.15.

Zastepuje sie zapisem:
Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Laboratorium Centralnym CEZAMAT przy ul. Poleczki 19
w Warszawie, przeszklona sala rozméw w lobby na | pietrze budynku administracyjnego
Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w dniu 15.05.2017 r., o godzinie 13.15.

Powyisze zmiany stanowig integralng czes¢ dokumentacji przetargowej w tym
postepowaniu, sg dla Wykonawcow wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w sktadanej ofercie
na wykonanie niniejszego zamoéwienia.

Zatacznik: Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia — po modyfikacji SIWZ

Kierownik Laboratorium Centralnego
CEZAMAT

/-/

Mariusz Wielec
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